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Vienas pagrindiniy XXI amZiaus pradZios uZdaviniy
— atsinaujinanc¢iy energijos Saltiniy praktinio pritaikymo
plétra. Fotovoltiniy elementy (FV) technologija
pritaikyta saulés celéms gaminti tiek, jog pagal
energijos generavimo kaStus jau konkuruoja su
tradicinémis pramoninés energetikos raiSimis. Kol kas
siliciu paremti saulés elementai yra labiausiai paplite
rinkoje. Nors moderniosios saulés elektrinés kaStuose
elementams tenka tik trec¢dalis, taciau aStri konkurencija
tarp gamintojy vis dar skatina tiek mazinti procesy
sanaudas, tiek didinti elementy efektyvuma. 3D
fotovoltinio elemento koncepcija [1], paremta silicio
gilaus pavirSiaus raizymo matrica ir reljefa atkartojanti
p-n sandira, Zenkliai padidinty pavirSiaus plota,
nekeiCiant tdrio. Tai sumaZinty gamyboje naudojamos
medziagos kieki, elemento storj ir svorj. Dél to, yra
svarbu suderinti gilaus tekstiiravimo salygas su
salygomis aukStam elementy naSumui gauti.

Periodiniy gilaus profilio struktiiry formavimas yra
vienas iS keliy reikalingy iSspresti technologiniy
uzdaviniy. Siuo metu tai atliekama sausu ésdinimu per
litografijos metodu i§ uZgarinto metalo suformuota
kauke [2]. Taciau Si metodika yra per brangi elementy
gamybai. Miisy darbo tikslas pakeisti sausa ésdinima
metalu inicijuotu cheminiu ésdinimu ir per litografijos
biidu specialiai suformuota metaline kauke silicio
padékle gauti gilaus profilio periodine struktira.

Periodinéms struktiroms formuoti buvo naudojami
p-tipo, (100) orientacijos, 1-5 Qcm varZos silicio
padéklai. Litografijos biidu suformavus pieSinj ant
padékly buvo magnetroninio dulkinimo metodika
uzgarinti 10 ir 80 nm storio sidabro, nikelio ar vario

1 pav. Periodinés struktiiros formavimas naudojant
metalu inicijuota ésdinima

sluoksniai. Atlikus nukélimo procediira buvo suformuoti
2 pm skersmens metaliniai apskritimai iSsidéste
periodiSkai. Metalu inicijuotas ésdinimas buvo

atliekamas HF, H,O, ir H,O miSinio ésdiklyje (1 pav.).
Optinés mikroskopijos metodika nustatyta kaip keiciasi
struktiry matmenys plokStumoje bei naudojant
atomineés jégos mikroskopijq iSmatuoti ésdinimo gyliai
bei struktiiry matmenys plokStumoje. Buvo jvertinta
struktliry parametry po ésdinimo priklausomybé nuo
metalo sluoksnio storio, ésdinimo laiko ir ésdiklio
sudeties.

Tipiné metalu inicijuotu cheminiu ésdinimu
suformuotos periodiné struktiira parodyta 2 pav.

2 pav. Periodinés struktiiros silicio pavirSiuje SEM
nuotrauka (skalé 10 pm)

Atlikti tyrimai parodé, kad naudojant plonus metalo
sluoksnius galima suformuoti periodines struktiiras
silicio pavirSiuje. Tokiy struktiiry parametrai priklauso
nuo metalo sluoksnio, ésdinimo trukmeés bei ésdiklio
sudéties. Parenkant Siuos parametrus galima gauti
kontroliuojamy parametry matrica 3D elemento
formavimui.
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